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ダイヤモンド中の浅い NV センターは、高感度な磁場検出に有望な候補のひとつであり、近年、

アンサンブル核スピン(1H、19F、31P)の NMR シグナルの検出が報告されている[1]。ダイヤモンド表

面の DNA 検出には、部分 NH2終端により、検出対象の DNA をアミド結合（共有結合）により直

接固定することが必要である[2]。先行研究より、N 終端のダイヤモンド表面は、磁場の外乱と電荷

不安定性が O 終端よりも少なく、窒素で表面被覆をしていると正の電子親和力(PEA)となるため、

フェルミ準位がバンドギャップの上方に位置し、NV－センターにとって有利である[3],[4],[5]。本研究

では、浅い NV センターに対する表面 NH2終端の効果に焦点をあて、浅い NV センターの電荷状態

を DNA 固定前後で評価した。 

Element six 社製の IIa(001)基板に 15N イオン(1×109 /cm2)を 3 keV(平均イオン注入深さ~5.3 nm[6])

及び 6.5 keV(~10.1 nm)で注入し、アニール処理により浅い NV センターを作製した。酸処理によ

り O 終端を形成し、部分 NH2終端を N2-H2(H2:4 %)ガスのラジカルビームにより形成した[7]。浅い

NV センターの電荷状態について部分 NH2 終端の効果を測定するため、共焦点レーザー走査型蛍

光顕微鏡(CFM)により、部分NH2終端処理前後とDNA固定後で発光スポットの密度を比較した(図

1)。部分 NH2終端後および DNA 固定後のダイヤモンド表面上の発光スポット密度は~1×107 /cm2

で、N2-H2処理前後さらに DNA 固定後で相違なかった。また生体分子から NMR シグナルを得る

には NV センターの直近に表面 NH2基に結合した DNA の存在が必要である。XPS 測定より、十

分な密度の DNA(リン原子)が NV-を維持したまま、表面に固定されたことがわかった。 

  

図 1. 3keV イオン注入領域における(a)O 終端(b)部分 NH2終端(c)DNA 固定後の CFM 像 
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